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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月19日(2009.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ原料物質化合物をプラズマ生成ＥＵＶ光源集光光学器械から除去する方法であ
って、
　プラズマ原料物質化合物を水素と反応させて、集光光学器械上に、該プラズマ原料物質
化合物に含有されているプラズマ原料物質から該プラズマ原料物質の水素化物を形成する
段階、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記集光光学器械を収容するプラズマ形成チャンバ内に水素を導入することによって前
記反応させる段階を開始する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記水素化物を前記集光光学器械から除去する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　清浄化プラズマ作用及び／又はプラズマ原料物質スパッタリングにより、前記水素化物
を前記集光器から除去する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記プラズマ原料物質は、リチウムを含み、前記プラズマ原料物質化合物は、リチウム
と酸素の化合物、及び／又はリチウムと炭素の化合物を含む、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　プラズマ生成ＥＵＶ光源集光器コーティング層の有効寿命を延長する方法であって、
　コーティング層上へのコーティング層材料の堆積によるコーティング層の材料の原位置
置換、
　を含むことを特徴とする方法。
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【請求項７】
　前記堆積処理は飽和限界を有し、該処理は正確な割合を感知しない、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記堆積処理は、サイクルが反復可能であるように補足的である、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記コーティング層の前記材料は、ルテニウムを含む、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
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